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１．概要（Summary） 

導波モードセンサー用途の光学多層膜について、膜

厚、光学定数、組成、電気特性などの 諸物性を評価

した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

分光エリプソメータ、解析用 PC(分光エリプソメータ用) 

 

【実験方法】 

光学多層膜上に作製した機能性分子膜の膜厚を分光

エリプソメータで測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

確からしい膜厚の測定結果を得ることができなかった。 

測定が上手くいかなかった原因は、以下の 2 点が考え

られる。 

（１）機能性分子膜を成膜したのがシリカ表面であり、機

能性分子膜とシリカ膜との屈折率差が小さかったこと。 

（２）機能性分子膜の予想膜厚は数Å～数nmと非常に

薄く、光学多層膜（数十 nm～数百 nm）と組合せた多層

膜の膜厚解析では、解析時の計算（シミュレーション）で

誤差に埋もれてしまった。 

 

別途行った XPS による測定では、成膜条件により、機

能性分子膜に含まれる硫黄原子（S）と基材に含まれるシ

リコン（Si）の組成比に傾向が見られたことから、成膜自体

は進行していると思われる。 

 

よって、今回のような実験条件を含め、光学特性の近

い多層膜でしかも測定したい膜の膜厚が他と比較して極

薄い場合、分光エリプソメータによる膜厚の測定は難しい

と思われる。 

分光エリプソメータ以外の方法も検討したが、有効な方

法を見いだせなかった。 
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